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The electrical properties of thin films (In2O3/SiO2)25 and their stability under high-tem-
perature treatment are investigated. The value of the thermal emf coefficient after a series of 
annealing is stabilized and corresponds to the values for the electrodes of chromel-alumel 
thermocouples. 

В современной термометрии в области высокотемпературных измерений ши-
роко используется термопары из неблагородных металлов. Пленки металлокси-
дов обладают весьма низким электрическим сопротивлением при этом коэффи-
циент термоЭДС (α) может иметь значение от 50 до 100 мкВ/°С. Одной из обла-
стей применения данных материалов, является использование в качестве элек-
тродов термопар, работающих в окислительных или восстановительных средах 
[1]. Особенно актуально их использование при высокотемпературных измере-
ниях. Однако, вопрос стабильности характеристик такой термопары остается от-
крытым.  

В представленной работе исследуются электрические свойства тонких пле-
нок (In2O3/SiO2)25, полученные методом ионно-лучевого распыления. Методами 
рентгеноструктурного анализа (РСА) и рефлектометрии было установлено, что в 
исходном состоянии пленки (In2O3/SiO2)25 являются рентгеноаморфными с пери-
одом структуры 6,3 – 7,8 нм [2]. Термическая стабильность оценивалась по изме-
нению α в ходе серии отжигов в интервале температур 200 - 600 °С в воздушной 
среде и вакууме. Увеличение температуры отжига приводит к укрупнению кри-
сталлитов In2O3 (по результатам РСА), и как следствие к постепенному разруше-
нию слоистой структуры.   

Можно предположить, что α пленок (In2O3/SiO2)25 после серии отжигов до 
600 °С стабилизируется вследствие диффузии границ раздела слоев SiO2/ In2O3. 
Полученные значение коэффициента термоЭДС несколько выше значений для 
хромеля (21,3 мкВ/°С) и алюмеля (-20 мкВ/°С) используемых в качестве тради-
ционных электродов термопар. 
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